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Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku
	Wykonawca:

[Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]


· Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)
FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 8 października 2020 NUMER ZOZ-10_20
Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 8 października 2020 r.  numer ZOZ-10_20 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na urządzenie do trawienia warstw materiałów III-V (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
1 Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia
1.1 Okres gwarancji ……………….miesięcy.

1.2 Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.3 Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.4 Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]
1.5 Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

	L.p.
	Zakres
	Cena netto
	Cena brutto

	1.
	[•] 
	[•]
	[•]


Tabela zgodności:
	L.p.
	Podzespół
	Parametr/Funkcja
	Opis
	Posiada/ nie posiada, tak/nie

	1
	Komora procesowa
	Materiał komory
	· Wykonana z monobloku aluminium
	· 

	
	
	Grzane ściany komory
	· Ściana komory procesowej podgrzewana do temperatury co najmniej 50°C ze wskaźnikiem temperatury zamieszczonym 
w oprogramowaniu systemu
	· 

	
	
	Porty
	· Przynajmniej jeden port wizyjny dla optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) oraz interferometrii laserowej (LI)
	· 

	
	
	Osłona (liner)
	· kwarcowa z możliwością łatwej wymiany 
	· 

	
	
	Źródło ICP
	· Źródło planarne izolowane ceramiczną płytą z Al2O3
· Moc maksymalna przynajmniej 1200 W

· Automatyczny układ dopasowania impedancji

· Przeznaczone do podłoży o średnicy do 150 mm
	· 

	
	
	Źródło RIE
	· Moc maksymalna przynajmniej 600 W

· Automatyczny układ dopasowania impedancji

· Możliwość wyboru i kontroli mocy padającej lub napięcia polaryzacji

· Pomiar i wizualizacja mocy padającej i odbitej oraz napięcia polaryzacji
	· 

	
	
	Elektroda podłożowa
	· Przeznaczona do podłoży o średnicy przynajmniej 150 mm 
i mniejszych

· Wyposażona w układ chłodzenia podłoża nadmuchem helu wraz z dynamiczną kontrolą temperatury

· Ciśnienie helu w układzie chłodzenia przynajmniej 5 mbar

· Antykorozyjna uszczelka wargowa zapewniająca niskie przenikanie ciepła przez wyciek gazu z podłoża/adaptera do elektrody

· Chłodzenie przynajmniej do -30°C z zastosowaniem standardowego agregatu chłodniczego na ciecz

· Grzanie przynajmniej do 200°C

· Pomiar temperatury podłoża in situ
· Mechaniczne mocowanie odpowiednie do płytek o grubości co najmniej do 1,7 mm

· Mocowania dla podłoży o średnicy 150 mm
	· 

	
	
	Układ próżniowy
	· Pompa turbomolekularna na łożyskach magnetycznych, podgrzewana, antykorozyjna

· Sucha pompa wstępna

· Próżnia bazowa ≤ 10-6 mbar
	· 

	
	
	System gazów
	· System gazów na przynajmniej dziewięć linii gazowych

· Linie z przepływomierzami (MFC) 100 sccm, filtry cząstek stałych i pneumatyczne zawory odcinające

· Przepływomierze skalibrowane pod CH4, H2, O2, CF4, Cl2, BCl3, Ar, He, N2, SiCl4
· Linie Cl2, SiCl4, i BCl3 z obejściami
	· 

	
	
	System kontroli końca procesu (EPD) 
	· Układ optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) w zakresie przynajmniej 200-1100 nm analizą wielu linii spektralnych

· Interferometr laserowy z motoryzowanym przesuwem  dwuosiowym

· Wyposażony w automatyczne zatrzymanie procesu
	· 

	2
	Komora transferowa
	System transferu
	· Automatyczny system transportu podłoży do przenoszenia podłoży/adapterów ze stacji kasetowej do komory procesowej 
i z powrotem

· Nieużywane porty zamknięte do przyszłej rozbudowy i modernizacji
	· 

	
	
	Układ próżniowy
	· Sucha pompa próżniowa
	· 

	3
	Stacja kasetowa
	Obudowa stacji
	· Stabilna temperaturowo do przynajmniej 200°C
	· 

	
	
	· Załadunek podłoży/adapterów
	· Automatyczny załadunek i wyładunek

· Winda próżniowa

· Czas załadunku ≤ 3 min
	· 

	
	
	Układ próżniowy
	· Sucha pompa próżniowa
	· 

	
	
	Montaż przez ścianę
	· System do montażu przez ścianę

· Przynajmniej drzwi stacji kasetowej po stronie czystej laboratorium

· Komora transferowa i procesowa po stronie brudnej (w korytarzu technicznym)
	· 

	
	
	Liczba podłoży/adapterów
	· Przynajmniej 25 podłoży lub 12 adapterów w kasecie

· Przeznaczona na podłoża o średnicy przynajmniej do 150 mm

· Mniejsze podłoża ładowane przy użyciu adapterów do chłodzenia helowego

· Przynajmniej jeden adapter do podłoża 2”

· Przynajmniej jeden adapter do podłoża 3”

· Przynajmniej jeden adapter do podłoża 4”

· Przynajmniej jeden adapter do 3 podłoży 2”

· Przynajmniej jeden adapter do podłoża specyficznego dla VIGO 2/3  2” określonego na poniższym rysunku:
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	· 

	4
	Kontrola systemu
	Komputer
	· Komputer klasy PC

· Z zainstalowanym systemem Windows 10 lub równoważnym

· Wyposażony w monitor o płaskim ekranie i przekątnej przynajmniej 23”

· Wyposażony w bezprzewodową myszkę oraz bezprzewodową klawiaturę
	· 

	
	
	Kontrola programowa
	· Panel użytkownika

· Graficzny kreator receptur

· Kontrola system kontroli końca procesu

· Rejestracja danych (format ASCII)

· Wyświetlanie parametrów procesu

· Ręczna i automatyczna kontrola nad procesem

· Blokady programowe

· Wykonywanie kolejnych kroków procesu poprzez automatyczne sterowanie parametrami
	· 

	
	
	Kontrola sprzętowa
	· Podstawowe sprzętowe blokady bezpieczeństwa

· Rozszerzona diagnostyka błędów

· Zdalne serwisowanie i konserwacja
	· 

	5
	Wymagania dodatkowe
	Pochłaniacz
	· Pochłaniacz do absorpcji gazowych produktów procesów trawienia półprzewodników za pomocą CH4, H2, O2, CF4, Cl2, BCl3, Ar, N2, SiCl4
	· 

	
	
	Agregat chłodzący
	· Agregat cieczy chłodzącej w obiegu zamkniętym umożliwiający chłodzenie co najmniej do -30°C

· Agregat chłodzący z programowym ustawieniem temperatury
	· 

	
	
	Dodatkowe systemy włączając to układy próżniowe
	· Możliwość montażu na stelażu nad istniejącym układem
	· 

	6
	Testy
	Testy akceptacyjne u producenta (Factory Acceptance Test FAT)
	· Testy przed odbiorem u Wykonawcy na zamówionym systemie 

· Prezentacja możliwości systemu

· Pokaz inicjowania plazmy

· Pokaz funkcjonowania EPD
	· 

	
	
	Końcowe testy akceptacyjne (Site Acceptance Test SAT)
	· Końcowe testy akceptacyjne po dostawie i instalacji układu

· Procesy trawienia na bazie chemii chlorowej (Cl2, BCl3, SiCl4) dla półprzewodników III-V

· Trawienie przez warstwy półprzewodnikowe do podłoża GaAs z zastosowaniem EPD

· Trawienie do określonej warstwy półprzewodnika z zastosowaniem EPD

· Wyniki potwierdzone pomiarami skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM)
	· 


2 Termin związania ofertą

2.1 Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

3 Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

3.1 [•], telefon [•], e-mail [•].
4 Oświadczenia Wykonawcy

4.1 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

4.2 W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.3 Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
4.4 Wykonawca oświadcza, że:

4.4.1 oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,

4.4.2 dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
4.4.3 udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).,
4.5 Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

[•]

Załączniki:

1) Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;

2) Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

5) Załącznik nr 6 – wykaz dostaw;

6) Opis oferowanego produktu;
7) oświadczenie RODO – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego
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